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기술명

메조페이스 탄소질 소구체의 제조방법

l 특 허 번 호 : 10-2002-0073185 l 보 유 기 관 : 한국화학연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 균일한 입도분포와 표면부착물이 적은 메조페이스 탄소질 소구체를 고수율로 제조할 수 있는 기술

Ÿ 활용처 : 리튬 2차 전지용 음극재료, 탄소재료 등

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 퀴놀린 불용분의 함량을 0.5∼2 중량%로 낮게 
유지하기 위해서는 비효율적인 원료 배합 공정을 
필요로 하는 단점이 있음

Ÿ 열처리 반응 완료 후에 반응물을 상온으로 냉각하여 
분쇄하는 공정을 수행하고 있어 경제성이 결여됨

Ÿ 열처리 반응 후에 가온된 상태에서 반응혼합물을 
퀴놀린으로 추출하여 고른 입도분포와 표면 부착물이 
적은 메조페이스 탄소질 소구체를 얻을 수 있음

Ÿ 원료피치내의 퀴놀린 불용분의 함량을 조절하므로써 
소구체의 수율을 높임

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 피치(pitch)는 괴상으로서 석탄계 또는 석유계 어느 
것을 사용해도 괜찮지만, 연화온도가 80∼150 ℃인 
석탄계 피치 사용

Ÿ 퀴놀린 불용분의 함량 조절 및 가온된 반응물을 
퀴놀린으로 추출하여 소구체 표면에서 미반응물의 
부착율과 소구체의 입도 제어 가능

[소구체에 대한 전자주사현미경 사진]
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